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１．緒言 

現在、透明導電膜は、有機EL素子を始めとしたディスプレイデバイスに必要不可欠な透明電極として

利用されているが、主流であるITO（Indium Tin Oxide）は、インジウムの枯渇による価格高騰等の問題

がある。このため、代替材料の研究が行われているが、特にIZO（Indium Zinc Oxide）は表面の平滑性

や有機発光層へのホール注入に有利な仕事関数を有するなどの特徴があり、注目されている材料であ

る。また中間層に金属を用いた積層構造をとることでインジウムの消費量を減らすことができる。本研究

では、透明導電膜であるIZOと全金属中、最も抵抗が低い銀を用いたIZO/Ag/IZO積層膜を作製し、その

電気的・光学的特性を調査した。 

2．実験方法 

試料作製には、RFマグネトロンスパッタ装置を使用した。IZO（In2O3：90 wt.%, ZnO：10 wt.%）ター

ゲットはO2及びArガス中、AgターゲットはArガス中でスパッタし､IZO単層及びIZO/Ag/IZO積層膜を

ガラス基板上に真空を破らず連続的に成膜した。Ag薄膜の膜厚は10-14 nm､IZO薄膜の膜厚は主

に30 nmとした。作製した膜のシート抵抗と透過率は、四探針法または二端子法、及び分光光度計

を用いて､それぞれ測定した。透明導電膜の性能指数FはF=T
10

/Rs (T：550 nmでの透過率, Rs：シー

ト抵抗) を用いて算出した。 

3．結果及び考察 

 Fig.1は中間層のAg膜厚を10～14 nmに変化させた各試

料のシート抵抗を示している。中間層の金属層に依存して

いるため、Agの膜厚増加とともに低くなっている。また、

Table 1ではスパッタガスを変化させた各試料の透過率を示

す。IZO/Ag/IZO積層膜の下層IZOのみをO2ガス中で成膜

した試料が視感度が高い550nmでの透過率が最も高く、上

下層IZOをO2ガス中で成膜した試料ではIZO単層膜の透過

率よりも低いことがわかる。これらの結果を元に作製した

上層IZOをArガス中、下層IZOをO2ガスでスパッタし、中

間層のAgの膜厚を14 nmで作製した積層膜の性能指数は

69.2(✕10
-3

 Ω
-1

)という高い性能指数を示した。 

4．結言 

  以上の結果から IZO/Ag/IZO積層膜において、膜厚 30 nmの IZO層を上は Arガス中、下層は

O2ガス中で成膜し、中間の Ag膜厚を 14 nm とした構造が最も優れた電気的・光学的特性を示すこ

とがわかった。 

Fig.1 各試料のシート抵抗 

Table 1 各試料の透過率 
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